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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

保護膜用高密度水素化アモルファスカーボン(a-C:H)の厚膜堆積実現に向けて、カーボンナノ粒子

（CNP）の挿入による a-C:H 膜の応力低減の研究を行ったものである。プラズマ化学気相堆積

(PECVD)法を用いた、CNP の成長機構と基板への CNP 堆積機構を明らかにした。本研究で見出し

た CNP 挿入による a-C:H 膜の応力低減法は、異種原子を使用していないことに加えて、a-C:H 膜

へ挿入する CNP のサイズや堆積量の制御に優れた手法である。これらの結果は、電気電子工学上

価値のある業績であり、博士（工学）の学位に値すると認める。 


